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Les technologies pour l’élaboration de 
multicouches optiques  

 
De nos jours, les technologies mises en œuvre pour l’obtention des multicouches optiques 
sont étroitement liées aux techniques de dépôt, aux matériaux utilisés, aux méthodes de 
contrôle in situ et aux caractérisations spécifiques. 
Pour la plupart des applications classiques (passe bande, anti-reflet…), les matériaux 
élaborés en couches minces doivent être stables dans le temps afin de ne pas altérer leurs 
propriétés optiques et doivent résister aux éventuelles agressions du milieu extérieur. Ainsi 
les résistances à l’abrasion, aux attaques chimiques et aux forts flux lumineux sont, avec la 
dureté du multicouche, des critères qui importent dans le choix des solutions retenues. 
Depuis une vingtaine d’années, ces contraintes sont à l’origine du développement des 
techniques de dépôt assistés par plasma pour l’utilisation d’oxydes1 (Ion Assisted Deposition, 
Ion Plating, Dual Ion Beam Sputtering,…). En parallèle, tout en tenant en compte des 
multiples réflexions que la lumière subit à l’intérieur de chacune des couches d’un 
empilement, des modèles théoriques ont été développés et validés pour prendre en compte 
la morphologie et la compacité des couches déposées en fonction des techniques de dépôt2. 
Ils ont donné naissance à des méthodes bien adaptées de détermination d’indice3. Ces 
technologies ont donc permis l’essor de nombreuses applications dans les domaines des 
télécommunications optiques, de l’optique pour le spatial ou encore de l’endommagement 
laser car elles réduisent fortement les pertes par diffusion lumineuse ou par absorption, que 
ce soit aux différents interfaces ou dans le volume des couches. 
Toutefois, des limitations technologiques persistent encore vis-à-vis de certains matériaux 
pour obtenir des vitesses de dépôt convenables, comme ceux destinés à l’infrarouge moyen 
utilisant les fluorures et les chalcogénures. En effet, en fonction des techniques de dépôt 
utilisées, la stoechiométrie et la compacité des couches ne sont pas toujours conservées par 
rapport aux matériaux initialement élaborés à l’état massif4. Ainsi, ces deux paramètres 
doivent être pris en compte lors de la réalisation de multicouches, comme également dans le 
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cas des absorbeurs de lumière : empilements constitués alternativement de couches 
diélectriques et de couches métalliques. 
Dans cet exposé, nous décrirons les techniques de dépôt utilisées ainsi que les verrous 
technologiques à lever pour la réalisation de composants multicouches. Nous verrons que les 
enjeux et challenges seront bien différents selon l’application et les exigences demandées. 
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